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Prufung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie - Verfahren zur
Charakterisierung von Fotolacken - Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von

Positiv-Fotolacken

Inhalt Seite
R0 o) o 1
1 ANWENduNGSEreiCh ........ooiiii i ————————————— 1
2 Normative VErweiSUNGEN ........ccciiiiiiiiiiiisiriisss i s s s s s s e 1
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens........ccccoiiiiiiinsiss e 1
4 Formelzeichen und EiNheiten ... e 1
5 DefiNitioNEN .....ciiie e —————————— 2
6 Gerate und Materialien.........cccviiiiiiiiir e —————————— 2
7 DUFCRFURNIUNG ... a s e an e e e e nn e e e ann e nas 3
71 | 1= 4 0= 1 = 3
7.2 Auftragung des FOtoIackes ...t e 3
7.3 BeliChtUNG ... ———— 3
7.4 ENEWICKIUNG ... s s e e e e e s ammn e e e e e e e s nnnns 3
8 T L= T ' 3
9 Prazision des Verfahrens ... s s s s sssss s s sse s 3
10 PrifberiCht ... e 4



		2026-06-27T10:16:00+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




